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１．概要（Summary） 

金属ナノパターンのプラズモン共鳴に伴う局所的な電

磁場増強を用いることで、非線形光学応答の効率向上が

期待できる。本研究では、プラズモン共鳴を引き起こす金

属ナノパターンを形成するために、電子ビーム描画による

レジストパターンの作製を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

Si基板上に 950 PMMA A2 とZEP 520A  の 2層の

レジストを塗布したサンプルに、電子ビーム露光装置を用

いてナノ パ ターン の描 画をおこな い、ZED-N50  と

ZMD-B によって現像した。現像したパターンを SEM で

観察することによって目的のパターンサイズになっている

のかを確認した。プラズモン共鳴の特性が粒子サイズに

強く影響を受けることから、パターンサイズのばらつきを制

御しなくてはならない。本研究で目的とする描画パターン

サイズは幅 60 nm 長さ 125 nm であるので、描画に用い

る CAD ソフト(Wecas)で 5 nm ずつ設計を変えて、最も

目的のサイズに近い設計値の条件を探した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電子ビーム描画の条件出しを行った結果の一例を、

Fig. に示す。これは同じ CAD設計で描画を行い、同

じ条件で現像を行って作製したレジストパターンの

SEM像である。このように、CADで 5 nmずつ設計

サイズを変化させても、実際に作製されたレジストパ

ターンのサイズは±10 nm以上のばらつきがあった。

このばらつきの原因は、現像方法に原因があると考え

られる。今後は、現像方法も含めて電子ビーム描画に

よるパターン作製の条件出しを行っていかなければ

ならないと考えている。 

 

 

 

 

Fig. ：Developed pattern after exposed 
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